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Люминофорные покрытия были получены на основе наноструктурированного 
порошка иттрий-алюминиевого граната, легированного церием, синтезированного 
методом горения азотнокислых солей в сахарозе, в качестве основы для люмино-
форной композиции использовано легкоплавкое стекло состава BaO–Bi2O3–B2O3– 
–K2O–SiO2 с температурой размягчения не более 600 °С, в некоторых экспериментах 
в состав композиции вводился порошок кварцевого стекла в качестве диффузно-
рассеивающего компонента, улучшающего светотехнические характеристики. Лю-
минофорная композиция готовилась смешиванием компонентов с изопропанолом, 
далее шликер наносился поливом на стеклянную подложку и высушивался. Стек-
лянная подложка с покрытием помещалась в муфельную печь на керамическую под-
ставку и постепенно нагревалась до температуры 600 °С и выдерживалась в течение 
30–60 мин, затем медленно охлаждалась c печью до комнатной температуры. В каче-
стве подложки были использованы как гладкие, так и рифленые стекла. 

Для установления степени влияния различных технологических факторов по-
лучения люминофоров, толщины слоя и размеров частиц диффузно-рассеивающего 
компонента на квантовый выход и спектральный состав излучения исследовались 
его спектрально-люминесцентные характеристики. 

Возбуждение люминесценции YAG:Ce3+ производилось в области полосы погло-
щения иона Ce3+ расположенной в синей области, светодиодом BL-HPEUBC-10W  
с длиной волны излучения в диапазоне 450–480 нм, что соответствовало переходам из  
4f 5F5/2 на расщепленные уровни 5d-состояния. Регистрация спектров излучения люми-
нофоров производилась с использованием монохроматора МДР-4 с фотоумножителем 
ФЭУ-64 и управлением от персонального компьютера. Спектры люминесценции пере-
считывались по спектру эталонного холодно-белого светодиода LED-003W-15C. 

Измеренные спектры излучения люминофора имели широкую полосу в облас-
ти 500–700 нм, что соответствовало переходам иона Ce3+ из состояния 5d на уровни 
4f-оболочки. 

Обсуждаются методики получения люминофора, обеспечивающие максималь-
ный вантовый выход люминесценции, а также влияние толщины слоя люминофора и 
размеров частиц диффузно-рассеивающего компонента на спектрально-люминес-
центные характеристики. 
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В связи с интенсивным развитием техники широкое применение находят высо-
копрочные, износостойкие, жаропрочные и другие труднообрабатываемые традици-
онными способами материалы. Значительные трудности представляет отделочная 
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обработка таких материалов, в том числе шлифование. Определенные сложности 
управления качеством шлифования вызваны теплофизическими явлениями в зоне 
обработки, которые в значительной степени определяются силовыми характеристи-
ками процесса. 

Динамика процесса магнитно-электрического шлифования в отличие от тради-
ционного процесса определяется более сложным взаимодействием целого ряда фи-
зико-механических и электрохимических явлений в зоне резания. Процесс магнитно-
электрического шлифования как комбинированный метод обработки сопровождает-
ся микрорезанием  зернами абразива с электроконтактным и электрозионным воз-
действием на обрабатываемую поверхность в условиях наложения внешнего маг-
нитного поля. В этих условиях достаточно сложно теоретически определить роль и 
количественные характеристики отдельных силовых факторов процесса обработки. 
Поэтому важное значение представляет экспериментальное исследование сил реза-
ния, напряжений в контактной зоне, жесткости технологической системы и ее эле-
ментов и других силовых факторов процесса. 

С целью исследования динамических характеристик магнитно-электрического 
шлифования создана экспериментальная установка на базе горизонтально-фрезерного 
станка модели 6Т80. В состав установки входит несколько взаимосвязанных систем. 
Электромагнитная система состоит из катушек индуктивности и магнитопровода. 
Управление параметрами магнитного поля осуществляется посредством резисторов. 
Измерение магнитной индукции производится теслоамперметром Ф4554/1 с датчиком 
Холла. Кроме того, для сравнения выполняется расчет магнитного поля с учетом по-
казаний электроизмерительных приборов. Система технологического тока включает 
генератор импульсов УРМЗ, подключенный к шлифовальному кругу через подпружи-
ненную медно-графитовую щетку и медное кольцо на шпиндельной оправке. Положи-
тельный полюс генератора соединен с обрабатываемым образцом. Регулирование си-
лы технологического тока осуществляется также с помощью резисторов. Регистрация 
разрядов в зоне контакта производится подключенным через шунт осциллографом ти-
па НО-71-1. Основным элементом экспериментальной установки является зажимное 
приспособление, установленное на специальные опоры. Опоры представляют собой 
шестигранные прудки с центральными осевыми отверстиями, в которых наклеивают-
ся тензометрические датчики. В процессе шлифования опоры воспринимают силы ре-
зания и упруго деформируются. Степень деформации фиксируется потенциометром, 
подключенным к тензометрическим датчикам через усилитель и миллиамперметр. 
Осуществив предварительную тарировку при соответствующей нагрузке, по показа-
ниям потенциометра определяются силовые характеристики процесса магнитно-
электрического шлифования. 

Установка позволяет проводить исследования динамики магнитно-электрического 
шлифования в целом, а также влияния отдельных его факторов на силовые характери-
стики процесса. 




